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O Oxido de Niquel € um metal de transicdo e como a maioria destes é um material de intercalacao,
ou seja, é capaz de receber ions de pequeno raio em sua estrutura, mediante a aplicagdo de uma
corrente ou de um potencial. Os ions intercalantes sdo provenientes de um eletrélito no qual estéo
imersos os eletrodos. O processo é reversivel: invertendo-se o sinal da corrente, ou do potencial,
as cargas sao retiradas da rede hospitaleira, fornecendo energia ao exterior. Esta intercalagao é
possivel porque a estrutura cristalografica do 6xido de niquel é formada por espacos entre os
atomos, deixando sitios vazios onde se intercalam, por difusdo, ions de pequeno raio. A
rugosidade da superficie do filme fino interfere nos processos eletroquimicos e a medida desta
rugosidade depende do coeficiente de difusdo. Sendo assim, o objetivo da pesquisa é calcular o
coeficiente de difusdo dos ions intercalantes. Os filmes finos de 6xido de niquel sdo depositados
através da técnica de pulverizagdo catodica ou sputtering. A determinagdo do coeficiente de
difusdo é feita por Titulagdo Galvanostatica Intermitente (TGI). Filmes finos de 6xido de niquel
podem ser usados como catodos em microbaterias e o coeficiente de difusdo nestes filmes é

determinante para sua performance eletroquimica.
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